附件1

中国光谷·数字经济产业园项目简介

一、项目概况

中国光谷·数字经济产业园项目(二期），位于武汉市东湖新技术开发区高新大道以南，梨水路以西，是由湖北省科技投资集团有限公司开发，中建三局集团有限公司牵头建设的EPC项目。项目属大型公建办公类项目，总投资11.89亿元，总建筑面积19.6万㎡，（其中地上面积15.6万㎡，地下面积4万㎡）。共包含2层地下室和7栋单体，其中D1（5层）、D2（5层）、D3（5层）、D4（4层），D5（17层）、D6（8层），D7（40层），最大建筑高度191.3m。基础形式采用桩基础与天然基础结合的形式，最大基坑深度12m。
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二、施工重难点

1.现场环境复杂，北边为地铁线路及主干道，南边为在建一期项目，西边为长山水库，东边为主要市政道路，场地狭小，现场平面布置及调度存在一定难度，且基坑深度较深，支护形式多样，受场地限制较多，施工难度及风险较大。

2.超高层外立面复杂，5F~17F隔层内退，悬挑长度由4.5m退至0.5m，水平方向朝一侧内缩共12m，从3F~27F 逐层内退，悬挑长度由2.63m退至1m，水平方向朝一侧外伸共16m，导致爬架使用及施工电梯布置难度较大。

3.D7塔楼屋顶有半球体混凝土结构（高度10.15m），建筑功能为电梯机房+消防水池，超高支撑架及弧形墙体施工难度大，抗渗要求高。

4.D4会议中心，结构逐层外伸（悬挑3.92m~6.25m），屋顶悬挑长度6.25m，结构施工复杂；外立面幕墙为弧形翘曲造型，施工难度大。

